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１．概要（Summary） 

半導体ナノ薄膜は、本研究グループにおいて、ナノス

ケールにおける生体現象や生体分子を研究する上で、必

要不可欠な消耗品である。そのため、本研究グループで

は、東京大学武田先端知スーパークリーンルームに設置

されている機材を活用して、ウエハスケールで自立型窒

化シリコンナノ薄膜を試みた。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・光リソグラフィ装置 MA6(SUSS MA6) 

・形状・膜厚・電気特性評価装置群(レーザー顕微鏡 

LEXT OLS5000、触診式段差計 DektakXT) 

・汎用 ICP エッチング装置(CE-300I) 

・クリーンドラフト潤沢超純水付(ドラフトチャンバ

ー) 

 

【実験方法】 
本研究では、生体分子計測に活用可能な窒化シリコン

ナノ薄膜の加工を実施した。今回、NTT アドバンス社より

膜厚 50 nm の窒化シリコンを膜厚 200 µm シリコンウエ

ハ（4 インチ、熱酸化膜 膜厚 2.5 µm 付き）に成膜したも

のに東大微細加工プラットフォームにてフォトレジストをパ

ターニングして、自立型ナノ薄膜を加工した。フォトレジス

トは、AZP-4620 を使

用し、これを 2,000 
rpm で膜厚 5 µm 程
度シリコンウエハ上に

成膜した。成膜後、

MA6 マスクアライナ

ーを用いて、UV照射

によるパターン描画を

行い、現像液に漬けるこ

とで、チップパターンを作

製した。ここまでの工程を

Fig. 1 にまとめた。チップ

パターン付きシリコンウエ

ハを CE-300I ICP-RIE を

用いて、CHF3 雰囲気下

において、ドライエッチ

ング（プラズマエッチング）を行うことで、チップパ

ターンに沿って、窒化シリコンと自然酸化膜を除去し

た。そして、このウエハを水酸化カリウム溶媒でウエ

ットエッチングし、シリコンを除去する。最後にフッ

酸により自然酸化膜を除去することで、窒化シリコン

ナノ薄膜を加工した(Fig. 2)。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 3にドライエッチ

ング後のウエハの写真

を示す。ウエハ全体に

チップパターンが加工

できていることがわか

る。ドライエッチング

後、約 70℃の水酸化

カリウム溶媒に凡そ

一晩漬け込み、シリコ

ンを除去し、武田先端知スーパークリーンルームのド

ラフトを利用して、フッ酸によるウエットエッチング

を 2～3 分ほど行い、シリコン自然酸化膜を除去する

ことで、Fig. 4 に示すような窒化シリコンナノ薄膜の

加工をウエハスケールで実現することができた。 

Fig. 1 Fabrication process 1 

Fig. 2 Fabrication process 2 

Fig. 3 Wafer after dry etching 
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Fig. 4 Wafer after wet etching 


